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Zptisob vytvofeni tenké otéruvzdorné
vrstvy na kovovych soufédstkach, ktery pou-
Zivd kombinace povlaku vytvofeného s po-
uZitim iontové nitridace a ndsledného ma-
neseni tenké otéruvzdorné vrstvy typu TiN
za pouZiti metody fyzikdlni vakuové depo-
zice. Vyuzivd se tak vyhodnych uZituych
vlastncsti iontové mitridace, kdy velmi tvr-
da a otéruvzdornd vrstva je podpirana di- )
fazni vrstviou, vytvofenou pomioci iontové
nitridace.
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Vynélez se tyka zpflisubu vytvéafeni ten-
kych otéruvzdornych povlakdi na kiovovych
sioucastkach.

V soudasné dobd existuje mnohio zpuso-
bt povrchového zpevnéni soufdsti, které
jsot rzné ucinné. K nejufinnéjSim a mej-
modernéj$im zphsobim patfi iontovd nitri-
dace nebo povlakiovdni povrchu tenkou
vrstvou tvrdé otéruvzdorné latky, nap¥, TiN.
PPl iontové mitridaci se vytvari ma povrchu
predmétu tenkd tvrdd vrstva nitridd a pod
ni tlustsi tzv. difdznl vrstva (nékolik dese-
tin mm). ZvlaStnim zplsobem provadéni
priocesu iontiové nitridace je mioZné dosédh-
nout u Fady woceli toho, Ze dostaneme pou-
ze diftzni vrstvu, bez povrchové vrstvy ni-
tridd. Lontoviou mnitridaci je moZné dosgh-
nout znatného zpevnéni pom&rné tlusté po-
vrchové vrstvy (povrchovd mikriotvrdost u
fady oceli je HV 1000), prio n8které tdely
v8ak je povrchova tvrdost a ot&ruvzdorngost
nedostate¢nd. Pii povlakovéani siouasti ten-
kou otéruvzdornou vrstvou fyzikdlnimi me-
todami (metodou PVD — ,physical vapcr
desposition — fyzikalni vakové depozice)
jsou dosahovédny pavrchové mikrotvrdosti i
otéruvzdornost podstatng vyssi neZ pri ion-
tové nitridaci, vrstva je vSak velmi tenkd
(zpravidla dio 10 um), coZ siln& omezuje je-
ji pouZitelnost prfedevdim na nékterych sil-
nd naméhanych souddstkdch, kde miiZe do-
jit lehce k jejimu probofeni. PFitom vyriob-
ci zafFizeni pro fyzikdlni vakuoviou depozici
tenkych vrstev pfimio pPedpisuji, Ze pod
tenkou vrstvou nmesmi byt pouZito Zddné ji-
né povrchové zpevnéni pro nebezpeéi zhor-
Seni adheze vrstvy.

Uvedené nedostatky odstrafiuje zptsiob
vytvafeni tenkych otéruvzdornych vrstev
na kioviovych soufastkdch, podle kterého se
souldsti nejprve iontové mitriduji, za pouZi-
ti smési dusiku a vodiku v poméru 1 : 3 aZ
1 : 60, p¥i tlaku 50 aZ 1000 Pa a pfi teplo-
t8¢ 350 aZ 650°C po dobu 1 aZ 120 minut,
podle vyndlezu, jehioZ podstata spodivd v
tom, Ze po iontové nitridaci se nanese ten-
kd otéruvzdornd vrstva typu TiN za pouiZi-
ti metody fyzikdlni vakuové depozice ve
smési nosného plynu argonu a reaktivniho
plynu dusiku pri tlaku 0,05 aZ 10 Pa a pii
teploté 250 aZ 550°C po dobu 5 a% 120 mi-
nut.

Vy8§i uCinek pii vyuZiti zplsobu podle
vynéalezu lze spatiovat v tom, Ze se zkombi-
nuji vyhodné vlastnosti iontoyé nitridace a
tenké wotéruvzdormé vrstvy. Na iontové nit-
ridovaném povrchu je tenkd vrstva tvrdsi a
otéruvzdorné&j$i neZ iontové nitridovand
vrstva (map¥. u TiN tvrdosti HV 2500 aZ
3000 a tlomstky 1 aZ 10 um), takZe uZitné
vlastnosti piovrchu jsou daleko lepSi. Ten-
ka otéruvzdornd vrstva je pak zespodu pod-
pirdana pomérné tlustou iontové nitridova-
njou vrstvou, tloustky aZ 0,1 mm o tvrdosti
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HV 800 aZ 1500, takZe nedojde tak lehce k
probofeni tenké povrchové vrstvy TiN.

Jsou moZné dvé alternativy procesu. Po-
dle prvé je iontovd nitridace provedena v
jednom zafizemi, v némZ jsou soudsti o-
chlazeny aZ ma pokiojovou teplotu ve vakuu
neho v ochranné atmosfére a pak bez zne-
¢isténi pireneseny do druhého zafFizemi, v
némZ je vytvofena tenkd otéruvzdornd vrst-
va. Ve druhé alternativé je iontova mitrida-
ce i maneseni tenké otéruvzdorné vrstvy
provedeno ve stejném zafFizemi, umoZiuji-
cim oba priocesy bez naruSeni vakua.

Aby pii prvni alternativé nebyla mnaruSe-
na adheze otéruvzdorné vrstvy k substratu
musi po iontové nitridaci prob&hnout chla-
zeni aZ na piokojovou teplotu ve vakuu ne-
bo v ochranné atmosféfe a mitridované
pFfedméty musi byt co nejrychleji povlako-
vany, neZ dojde k vét§Simu znec&iSténi powr-
chu, nebo jehio zamasténi (vyhodné je pte-
naset soudasti v rukavicich).

Bylo experimentadln& provéieno, Ze na-
pfiklad vrtdky zpevnéné uvedenym zpiiso-
bem maji zhruba dvojndsobnon Zivoinost
proti vrtdkim pouze s tenkiou otéruvzdor-
nou vrstvou TiN, jak jsou dnes pouZivany.

Pfiklady:

Priklad pouZiti zplsobu piodle vynalezu
— Fezné ndstroje byly iontové nitridovéany
v zafizeni na iontowiou nitridaci. Nitridacni
podminky byly zvioleny tak, aby doSlo na o-
celi 19830, z niZz byly vrtdky vyrobeny, ke
vzniku difdzni vrstvy tlouStky asi 0,05 mm,
tj. smés dusiku a vodiku v poméru 1 : 20,
teplota 510°C a doba nitridace 20 minut.
Tvorba wvrstvy nitridii byla potlafena. Po
iontové nitridaci byly vrtadky ochlazeny pfi-
mo v zafizeni ve vakuu aZ na teplotu okio-
1i. Po vyjmuti ze zafizeni byly pak premis-
tény do zafizeni pro magnetronové napra-
Sovani tenkych vrstev a v ném povlakiova-
ny vrstvou TiN tlouStky 4 wm. Poviakovéani
bylo provedeno v zafizeni s magnetrony s
titanovym targetem v atmosféfe smési ar-
gonu a dusiku pfi tlaku 0,1 Pa a teploté
500°C po dobu 10 minut. Nap¥. vrtdky o
priméru 10 bez iontowvé nitridace, pouze s
vrstvou TIN m&ly p¥i vrtdni materidlu
19550 v pfirnodnim stavu triojndsobnou Zi-
votnost proti standardnim vrtdktm. Vrtaky
s ilontovou mitridaci a vrstvou TiN pak mé-
ly 6nédsobnou Zivotnost proti standartnim.

Druhy pfiklad zptsobu podle vyndlezu —
v zafizeni vybaveném magnetronem i izolo-
vanou katodou k priovadéni iontovych pro-
cesli byla nejprve provedena iontovad nitri-
dace Feznych destifek z ‘oceli 19 830 pfi tla-
ku 200 Pa ve smési dusiku s vodikem v po-
méru 1 : 40 p¥ teplotd 510°C po dobu 15

minut. Po iontové nitridaci bylo pfimo pro-

vedeno magnetronové naprasSovani v atmo-
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sféfe smési argonu s dusikem pfi tlaku 0,1

Pa a teplotd 500 °C po dobu 10 minut.
Vynalez se dd vyuZit u v8ech silné nama-

hanych strojnich soucasti, kde je vyhodna

]

kombinace uZitych vlastnosti iontové nitri-

dace a naneseni ot8ruvzdiorné vrstvy, napi.
u néstrioju. ‘

PREDMET VYNALEZU

Zpisob vytvatfeni tenkych otéruvzdornych
povlakl na kovovych soucldstkdch, podle
kterélia se souldsti nejprve Iomtové mitri-
duji, za pouZiti smési dusiku a vodiku v po-
méru 1 : 3 aZz 1 : 60, pfi tlaku 50 aZ 1000
Pa a pii teplot& 350 aZ 650 °C po dobu 1 aZ
120 minut, vyznadujici se tim, Ze po ionto-

2N

vé nitridaci se nandsi tenkd otéruvzdorna
vrstva typu TiN za pouZiti metody fyzikdlni
vakuové depozice ve smési nosného plynu
argonu a reaktiviniho plynu dusiku pfFi tla-
ku 0,05 aZ 10 Pa a pfi teploté 250 aZ 550 °C
po dobu 5 aZ 120 minut.
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